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(54) Offenes Langsprofil

(57) Die Erfindung betrifft ein offenes Langsprofil
(11) mitin Langserstreckung zueinander ausgerichteten
Seitenwanden (12), wobei die Seitenwande (12) entlang
ihrer Langserstreckung einen dickenreduzierten Bereich
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(14) aufweisen. Der dickenreduzierte Bereich (14) ist mit
einer Profilierung (15) versehen. Weiter betrifft die Erfin-
dung ein Verfahren zum Herstellen eines offenen Langs-

profils (11).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Langsprofil, der im Pa-
tentanspruch 1 genannten Art, sowie ein Verfahren zum
Herstellen eines solchen Langsprofils.

[0002] Beispielsweise aus einem bandférmigen Walz-
gut hergestellte Langsprofile mit zueinander in einem
Winkel ausgerichteten Seitenwanden sind in verschie-
denen Ausfihrungsformen bekannt. Z. B. weist dieses
zur Ausbildung eines L-férmigen, offenen Langsprofils
zwei Seitenwande auf. Zur Ausbildung eines U-férmigen
oder C-férmigen, entlang seiner Langserstreckung offe-
nen Langsprofils weist dieses drei Seitenwande auf, wo-
bei zwei Seitenwande parallel zueinander verlaufend an
der dritten Seitenwand angeordnet sind. Bei materialin-
tensiven offenen Langsprofilen, wie sie beispielsweise
C-férmige Montageschienen darstellen, liegt der Anteil
der Materialkosten gegeniiber den gesamten Herstel-
lungskosten bei Uber 70%. Somit fiihren Einsparungen
beim Material zu einer wesentlichen Reduktion der Her-
stellungskosten.

[0003] Aus statischen Griinden muss ein Langsprofil
nicht zwingend Uber seinen Umfang eine konstante Dik-
ke beziehungsweise Materialstarke aufweisen. So kann
in den weniger belasteten Abschnitten eines Langsprofils
die Dicke partiell reduziert und somit Material eingespart
werden. Werden die dickenreduzierten Bereiche ent-
sprechend der spateren Ausgestaltung des aus einem
bandférmigen Walzgut geformten Langsprofils an dem
Walzgut positioniert, wird beispielsweise die Lastaufnah-
me und das Widerstandsmoment des Langsprofils, ins-
besondere wenn dieses entlang seiner Langserstrek-
kung offen ausgebildet ist, nur unwesentlich beeinflusst.
[0004] Aus der DE 101 13 610 A1 sind verschiedene
Langsprofile bekannt, deren in Langserstreckung zuein-
ander ausgerichtete Seitenwande entlang ihrer Langs-
erstreckung zumindest einen dickenreduzierten Bereich
aufweisen.

[0005] Nachteilig an der bekannten Lésung ist, dass
bei einem entlang seiner Langserstreckung Langsprofil
bei einer Belastung mithohen Einzellasten oder aufgrund
ausseren Einwirkungen, z. B. beim Transport oder bei
der Montage des Profils, unerwiinschte Deformationen
in den Abschnitten der dickenreduzierten Bereiche des
Langsprofils, insbesondere wenn dieses entlang seiner
Langserstreckung offen ausgebildet ist, auftreten kon-
nen.

[0006] Aufgabe der Erfindungist es, ein Langsprofil zu
schaffen, das trotz dickenreduzierter Bereiche vielseitig
einsetzbar ist. Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es,
ein Verfahren zum Herstellen eines Langsprofils zu
schaffen, wobei das Verfahren einfach in einen Ferti-
gungsprozess des Langsprofils integrierbar ist.

[0007] Die Aufgabe ist durch die Merkmale des unab-
haéngigen Anspruchs geldst. Vorteilhafte Weiterbildun-
gen sind in den Unteransprichen dargelegt.

[0008] Gemass der Erfindung ist der zumindest eine
dickenreduzierte Bereich mit einer Profilierung versehen.
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[0009] Durch die nurim dickenreduzierten Bereich an-
geordnete Profilierung wird dieser Bereich ohne einen
zusatzlichen Materialeinsatz ausgesteift und die Festig-
keit der mit zumindest einem in Langserstreckung ver-
laufenden, dickenreduzierten Bereich versehenen Sei-
tenwand an die Festigkeit einer Seitenwand angenahert,
die eine Uber seine gesamte Breite eine konstante Ma-
terialdicke aufweist.

[0010] Vorzugsweise ist der zumindest eine dickenre-
duzierte Bereich an einander gegentlberliegenden Sei-
tenwanden eines C-férmig ausgebildeten Langsprofils
angeordnet ist. Ein C-férmig ausgebildetes Langsprofil,
wie eine C-férmige Montageschiene, stellt ein material-
intensives Profil dar, so dass mittels einer bereichswei-
sen Dickenreduktion und der daraus folgenden Materia-
lersparnis die Herstellkosten fiir ein solches offenes
Langsprofils massgeblich gesenkt werden kénnen. Bei
einem C-formig ausgebildeten Langsprofil kénnen die
Dicke des Bodenabschnitts zwischen in diesem ange-
ordneten Offnungen und auch die Dicke der Seitenwan-
de partiell reduziert sind. Mittels der Profilierungen in den
dickenreduzierten Bereichen kann trotz der partiellen
Dickenreduktionen die Festigkeit eines solchen C-formig
ausgebildeten Langsprofils an die Festigkeit einer C-for-
migen Montageschiene angenahert werden, die keine
dickenreduzierte Bereiche und daher einen grésseren
Materialbedarf aufweist.

[0011] Bevorzugt ist die Profilierung quer zur Langs-
erstreckung des zumindest einen dickenreduzierten Be-
reichs ausgerichtet, wobei eine ausreichende Ausstei-
fung der entsprechenden Seitenwand des Langsprofils
gewahrleistet ist.

[0012] Vorzugsweise ist die Profilierung schrag zur
Langserstreckung des zumindest einen dickenreduzier-
ten Bereichs ausgerichtet, wodurch allfallige beim Aus-
bilden der Profilierung auftretende innere Spannungen
vorteilhaft innerhalb des bandférmigen Walzgutes abge-
baut werden kénnen.

[0013] Bevorzugtistdie Profilierung mit einem Versatz
zu zumindest einer Seite der Seitenwand angeordnet,
so dass zumindest an einer Seite der Seitenwand des
Langsprofils kein Abschnitt der Profilierung diese Seite
Uberragt und dadurch einen von den zueinander ausge-
richteten Seitenwanden eingeschlossenen Aufnahme-
raum eines entlang seiner Langserstreckung offenen
Langsprofils einschrankt. Die Profilierung kann beispiels-
weise Uber eine der Seiten der Seitenwand hinausragen.
Weiter kann die Profilierung derart ausgebildet sein, dass
diese zu beiden, einander gegenilberliegenden Seiten
der Seitenwand mit einem gleich oder unterschiedlich
grossen Versatz beabstandet ist. Zudem ist auch denk-
bar, dass die Profilierung beide der einander gegeniber-
liegenden Seiten der Seitenwand zumindest bereichs-
weise Uberragen.

[0014] Vorzugsweise ist die Profilierung durch ab-
wechselnd angeordnete Vertiefungen und Erhebungen
gebildet, die einfach herstellbar sind und eine vorteilhafte
Aussteifung der dickenreduzierten Bereiche der Seiten-
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wande gewabhrleisten. Vorteilhaft sind die Vertiefungen
und Erhebungen im Querschnitt trapezférmig ausgebil-
det.

[0015] Vorteilhaft sind die Vertiefungen und Erhebun-
gen beidseitig bezogen auf eine Mittelebene der Seiten-
wand ausgebildet, was eine gleichméssige Ausgestal-
tung der Seitenwand ermdglicht und den Abbau von all-
fallig auftretenden inneren Spannungen im umgeform-
ten, dickenreduzierten Bereich der Seitenwand gewahr-
leistet.

[0016] Bevorzugt weisen die Vertiefungen und Erhe-
bungen Begrenzungsrander auf, die schrag zur Langs-
erstreckung der Seitenwand angeordnet sind, wodurch
allifallige beim Ausbilden der Vertiefungen und Erhebun-
gen auftretende innere Spannungen vorteilhaftinnerhalb
des dickenreduzierten Bereichs der Seitenwand abge-
baut werden kénnen. Die Vertiefungen und Erhebungen
weisen im Grundriss beispielsweise eine parallelo-
grammférmige oder trapezférmige Ausgestaltung auf,
wobei die benachbarten Seiten von nebeneinander an-
geordneten Vertiefungen und Erhebungen vorteilhaft
parallel zu einander verlaufen.

[0017] Beieinem erfindungsgemassen Verfahren zum
Herstellen eines Langsprofils, insbesondere eines ent-
lang seiner Langserstreckung offenen Langsprofils, mit
in Langserstreckung zueinander ausgerichteten Seiten-
wanden, wobei zumindest eine Seitenwand entlang ihrer
Langserstreckung zumindest einen dickenreduzierten
Bereich aufweist, wird mittels zumindest zwei einander
gegenuberliegend angeordneter Profilwalzen quer zur
Langserstreckung der Seitenwand eine Profilierung in
dem zumindest einen dickenreduzierten Bereich ausge-
bildet.

[0018] Zur Durchfiihrung des Verfahrens reichen so-
mit zwei oder drei Umformstufen aus, so dass die Profil-
walzen in einer herkdmmlichen Profilieranlage einfach in
den Fertigungsprozess des bandférmigen Walzgutes in-
tegriert werden kénnen. Dabei fallen die durch das Ver-
fahren bedingten Mehrkosten zur Herstellung des Langs-
profils bezogen auf die gesamten Fertigungskosten nur
unwesentlich ins Gewicht. Als Ausgangsmaterial zum
Fertigen des Langsprofils wird vorteilhaft ein bandférmi-
ges Walzgut verwendet, das anschliessend in eine Viel-
zahl von Langsprofilformen umformbar ist.

[0019] Bevorzugt weisen die Profilwalzen Prageberei-
che mit erhobenen Abschnitten und vertieften Abschnit-
ten auf, die zum Ausbilden der Profilierung im zumindest
einen dickenreduzierten Bereich ineinander greifen.
Beim Walzen wird der zwischen den Pragebereichen der
Profilwalzen liegende dickenreduzierte Bereich der Sei-
tenwand gegeneinander verformt, wobei der in der Dicke
nicht reduzierte Bereich der Seitenwand durch glatte Be-
reiche neben den Pragebereichen der Profilwalze fixiert
wird.

[0020] Vorzugsweise erfolgt die Ausbildung der Profi-
lierung in einer Seitenwand des Langsprofils, die schrag
zu einer Rotationsachse der Profilwalzen ausgerichtet
ist, wozu die zumindest zwei einander gegenuberliegend
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angeordneten Profilwalzen zumindest einen schrag zur
Rotationsachse der Walzen angeordneten Pragebereich
aufweisen. Die einander gegeniiberliegend angeordne-
ten Pragebereiche der Profilwalzen sind parallel zuein-
ander ausgerichtet. Aufgrund der schrag zur Rotations-
achse der Profilwalzen angeordneten Pragebereiche
weisen diese Profilwalzen entlang dieser Pragebereiche
unterschiedliche Umfangsgeschwindigkeiten auf, was
beim Ausbilden der Profilierung einen so genannten
Langsschlupfbewirkt. Dieser Langsschlupfhebt den Rei-
bungswiderstand der Profilwalze quer zur Laufrichtung
der Seitenwand auf, wobei beim Ausbilden der Profilie-
rung die Seitenwand im dickenreduzierten Bereich leicht
streckbar ist.

[0021] Vorteilhaft werden an mehreren Seitenwénden
parallel zueinander verlaufende dickenreduzierte Berei-
che ausgebildet und in einem Profiliervorgang in den dik-
kenreduzierten Bereichen Profilierungen ausgebildet.
Die Ausbildung der Profilierungen erfolgt vorteilhaft
gleichzeitig in einem Profilierungsvorgang. Die Profilwal-
zen weisen dazu entsprechend der Anzahl der mehreren
dickenreduzierten Bereiche mehrere Pragebereiche bei-
spielsweise mit erhobenen Abschnitten und vertieften
Abschnitten auf. Zwischen und neben den Prageberei-
chen weisen die Profilwalzen zum Fixieren und allfélligen
Nachwalzen der Seitenwande glatte Walzbereiche auf.
[0022] Vorteilhaft werden vor der Ausbildung der Pro-
filierung die freien Enden einer Seitenwand umgeformt,
was zu einer Reduzierung der Steifigkeit dieser in der
Dicke nicht reduzierten Endbereiche fiihrt. Durch die re-
duzierte Steifigkeit werden auch bei einer Seitenwand
mit einer geringen Dicke, Verwerfungen der freien End-
bereiche bei der Ausbildung der Profilierung verhindert.
[0023] Die Erfindung wird nachstehend anhand von
Ausfiihrungsbeispielen naher erlautert. Es zeigen:

Fig. 1 Einen Schnitt durch ein erfindungsgemasses
offenes Langsprofil;

Fig. 2 eineDetailansichtentlangder Linie ll-Ilin Fig. 1;

Fig. 3  einen Detailschnitt entlang der Linie lll-Ill in Fig.
2;

Fig. 4  einen Detailschnittanalog Fig. 3 durch ein zwei-
tes Ausfiihrungsbeispiel eines offenen Langs-
profils;

Fig. 5 eineDetailansichtanalog Fig. 2 auf ein weiteres
Ausfiihrungsbeispiel eines offenen Langspro-
fils;

Fig. 6  eine schematische Ansicht auf eine Teileinrich-
tung zur Durchfiihrung eines erfindungsgemas-
sen Verfahrens;

Fig. 7  einen Detailschnitt entlang der Linie VII-VII in

Fig. 6;
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Fig.8 eine schematische Ansicht auf eine weitere
Einrichtung zur Durchfihrung eines erfin-
dungsgemassen Verfahrens.

[0024] Grundsatzlich sind in den Figuren gleiche Teile

mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0025] Das in den Figuren 1 bis 3 dargestellte offene
Langsprofil 11 ist als C-férmige Montageschiene ausge-
bildet, die parallel zueinander verlaufende Seitenwande
12 und einen die beiden Seitenwéande 12 verbindenden
Bodenabschnitt 13 aufweist. Die Seitenwande 12 weisen
jeweils entlang ihrer Langserstreckung L einen dicken-
reduzierten Bereich 14 auf, der mit einer quer zur Lang-
serstreckung L der dickenreduzierten Bereiche 14 aus-
gerichtete Profilierung 15 versehen ist. Die Profilierung
15 ist durch abwechselnd angeordnete Vertiefungen 16
und Erhebungen 17 gebildet. Die Vertiefungen 16 und
Erhebungen 17 weisen im Querschnitt eine trapezférmi-
ge Ausgestaltung auf (Fig. 3) und sind bezogen auf eine
in der Langserstreckung L verlaufende Mittelebene 18
der Seitenwand 12 abwechselnd ausgebildet. Im Grund-
riss weisen die Vertiefungen 16 und die Erhebungen 17
eine rechteckférmige Ausgestaltung auf.

[0026] Eine inder Figur 4 ausschnittsweise dargestell-
te Seitenwand 22 weist als Profilierung 25 in ihrem dik-
kenreduzierten Bereich 24 Vertiefungen 26 und Erhe-
bungen 27 auf. Die Erhebungen 27 sind zu einer Seite
28 der Seitenwand 22 mit einem tberstehenden Versatz
V angeordnet.

[0027] DieinFigur 5 dargestellte Seitenwand 32 eines
offenen Langsprofils 31 weist als Profilierung 35 in ihrem
dickenreduzierten Bereich 34 Vertiefungen 36 und Erhe-
bungen 37 auf, die im Grundriss eine parallelogrammar-
tige Ausgestaltung sowie Begrenzungsrander 36 bzw.
37 aufweisen, die schrag zur Langserstreckung L der
Seitenwand 32 angeordnet sind.

[0028] IndenFiguren6und?7istein Teil 50 einer Walz-
einrichtung zur Durchfiihrung eines Verfahrens zur Her-
stellung eines offenen Langsprofils, anhand des Langs-
profils 11 gem. der Figuren 1 bis 3, dargestellt.

[0029] Zun&chst werden in einem, hier nicht darge-
stellten, Verfahrensschritt zwei in Langserstreckung L
beziehungsweise in Walzrichtung der Seitenwénde 12
verlaufende dickenreduzierte Bereiche 14 an einem
bandférmigen Walzgut ausgebildet. Die dickenreduzier-
ten Bereiche 14 weisen jeweils eine reduzierte Dicke E
auf, die kleiner als die Dicke D des bandférmigen Walz-
gutes in den benachbarten Bereichen ausgebildet ist.
[0030] Anschliessend werden mittels zwei einander
gegenuberliegend angeordnete Profilwalzen 51 und 56
quer zur Langserstreckung L der Seitenwande 12 ver-
laufende Vertiefungen 16 und Erhebungen 17 als Profi-
lierung 15inden dickenreduzierten Bereichen 14 der Sei-
tenwande 12 ausgebildet.

[0031] Die Profilwalzen 51 und 56 weisen Prégeberei-
che 52 bzw. 57 mit erhobenen Abschnitten 53 bzw. 58
und vertieften Abschnitten 54 bzw. 59 auf, die zum Aus-
bilden der Profilierung 15 in den dickenreduzierten Be-
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reichen 14 ineinander greifen. Zwischen und neben den
Pragebereichen 52 der Profilwalze 51 weist diese eine
glatte Oberflache 55 auf. Auch die Profilwalze 56 weist
zwischen und nebenihren Pragebereichen 57 eine glatte
Oberflache 60 auf.

[0032] Vor der Ausbildung der Profilierungen 15 wur-
den die freien Enden der Seitenwande 12 umgeformt, so
dass der in der Dicke D nicht reduzierte Randbereich 19
eine geringere Steifigkeit als ein Randbereich mit nicht
umgeformten Ende aufweist. Nach dem Ausbilden der
Profilierung 15 wird das bandférmige Walzgut zu einer
C-férmigen Montageschiene umgeformt.

[0033] Inder Figur 8 ist ein Teil 70 einer Walzeinrich-
tung zur Durchfiihrung eines weiteren Verfahrens zur
Herstellung eines offenen Langsprofils dargestellt.
[0034] Die Ausbildung von Profilierungen 85 in einem
dickenreduzierten Bereich 82 erfolgt in einem Abschnitt
einer Seitenwand 81, der zuvor schréag zu einer Rotati-
onsachse 78 bzw. 79 von zwei einander gegenuberlie-
gend angeordneten Profilwalzen 71 bzw. 76 ausgerichtet
worden ist.

[0035] Die Profilwalze 71 weist zwei in einem Winkel
A zur Rotationsachse 78 der Profilwalze 71 angeordnete
Pragebereiche 72 auf. Die Profilwalze 76 weist zwei in
einem Winkel B zur Rotationsachse 79 der Profilwalze
76 angeordnete Pragebereiche 72 auf. Die einander ge-
geniberliegend angeordneten Pragebereiche 72 und 77
sind parallel zueinander ausgerichtet.

[0036] Die Pragebereiche 72 bzw. 77 der Profilwalzen
71 und 76 weisen jeweils erhobene Abschnitte 73 bzw.
78 und vertieften Abschnitte 74 bzw. 79 auf, die zum
Ausbilden der Profilierungen 85 in einem dickenreduzier-
ten Bereichen 82 ineinander greifen. Zwischen und ne-
ben den Pragebereichen 72 der Profilwalze 71 weist die-
se glatte Oberflachen 75 auf. Auch die Profilwalze 76
weist zwischen und neben ihren Pragebereichen 77 glat-
te Oberflachen 80 auf.

Patentanspriiche

1. Langsprofil mit in Langserstreckung (L) zueinander
ausgerichteten Seitenwanden (12, 13; 22; 32), wo-
bei zumindest eine Seitenwand (12; 22; 32) entlang
ihrer Langserstreckung (L) zumindest einen dicken-
reduzierten Bereich (14; 24; 34) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der zumindest eine dickenreduzierte Bereich (14;
24; 34) mit einer Profilierung (15; 25; 35) versehen
ist.

2. Langsprofil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zumindest eine dickenreduzierte
Bereich (14; 24) an einander gegenliberliegenden
Seitenwénden (12; 22) eines C-férmig ausgebilde-
ten Langsprofil angeordnet ist.

3. Langsprofil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass die Profilierung (15; 25) quer
zur Langserstreckung (L) des zumindest einen dik-
kenreduzierten Bereichs (14; 24) ausgerichtet ist.

Langsprofil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Profilierung (35) schrag zur
Langserstreckung (L) des zumindest einen dicken-
reduzierten Bereichs (34) ausgerichtet ist.

Langsprofil nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Profilierung (25)
mit einem Versatz (V) zu zumindest einer Seite (28)
der Seitenwand (22) angeordnet ist.

Langsprofil nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Profilierung (15;
25) durch abwechselnd angeordnete Vertiefungen
(16; 26) und Erhebungen (17; 27) gebildet ist.

Langsprofil nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vertiefungen (36) und Erhebun-
gen (37) Begrenzungsrander (38, 39) aufweisen, die
schrag zur Langserstreckung (L) der Seitenwand
(52) angeordnet sind.

Verfahren zum Herstellen eines Langsprofils (11; 31;
51) mit in Langserstreckung (L) zueinander ausge-
richteten Seitenwanden (12, 13; 32; 52), wobei zu-
mindest eine Seitenwand (12; 32; 52) entlang ihrer
Langserstreckung zumindest einen dickenreduzier-
ten Bereich (14; 24; 54) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

mittels zumindest zwei einander gegenuberliegend
angeordneter Profilwalzen (51, 56; 71, 76) quer zur
Langserstreckung (L) der Seitenwand (12; 32; 52;
82) eine Profilierung (15; 25; 35; 85) in dem zumin-
dest einen dikkenreduzierten Bereich (14; 24; 54;
84) ausgebildet wird.

Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Profilwalzen (51, 56; 71, 76) Pra-
gebereiche (52, 57; 72, 77) mit erhobenen Abschnit-
ten (53; 78) und vertieften Abschnitten (54; 79) auf-
weisen, die zum Ausbilden der Profilierung (15; 25;
35; 85) im zumindest einen dickenreduzierten Be-
reich (14; 24; 54; 84) ineinander greifen.

Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ausbildung der Profilierung
(85) in einer Seitenwand (81) des Langsprofils er-
folgt, die schrag zu einer Rotationsachse (68, 69)
der Profilwalzen (71, 76) ausgerichtet ist.
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